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"MEMORIA DESCR IPTIVA
correspondiente a la solicitud de registro de
PATENTE DE INVENCION

a favor Ge

- D, RAMON OBESO ALONSO, subdito venezolane, residente

en Caracas, Avda Ge los Palos Grandes, Edificio Cari-
be, epertamento, 2, y por: PROCEDIMIENT LE FABRICA-
CION TE PLACAS DE METAL GRABADAS EN ALTO REIIEVE,

“0=0~0=0=0=0=0=

Como consecuencia de laborioses investigaciones
realizedas sobre la materia y tras varios afios de edidues
experiencias, se ha llegado a la posesién de todo un com-

plejo sistema de procedimientom a seguir, e fin de lograr

el nés perfecto de los procesos de grabacién en metales

por corrosién, en el aial, despuds de sucesivos tratemien~
tos electroliticos, sgn some tidos gquellos g un esmalta~
do en su bajo relieve, con lo cual, y ello constituye la
objetividad esencisl de la invencién due se reivindica,
8e obtiene un nuevo procedimiento que permite lograr, tan-
to en lo comercial como en lo artistice, una perfeccién
no conseguida hasta ahora, mediante el empleo de los sis-
temas ya conocidos. ‘

Se perte en el procédimiento que ha de ser obje-

to de las reivindicsciones de esta patente, del empleo
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- de negativos fotogréficés de 1inea o reticulaedo, los cua-~

les son aplicados sobre léminas de zinc que previemente
han sido pulidas } refubiertas con elementos sensibles &
la luz y protectores a la corrosién por los éecidos. Ague~
llas léminas soh grebadas en sus partes no protegidas por
la emulsidn sensibilizente y después son refudbieriss por
electrolisis de cobre, niquel y oro respectivamente. D§s~
pués de este proceso se subren les placas con esmaltes,

8l bién eliminando éstos de lss zonas correspondientes

@ los altos relieves reeultantes, quedando con ello termi-
naedo el ciclo del procedimiento de grabecidn,

La anterior explicacién simtetiza el procedimien~
to & seguir y no es preciso una meyor aclaracién en el
m;amo; por cuento que en lasinotaé reivindicaciones que
a continuacién han de redactarse se‘comp;eta la novedad

del procedimiento en sus partes esenciales y caracteris-

ticas, pera el logro de la objetividad que se persigue

. con esta solicitud de Patente de Invencién.

" Bn resumen, reivindica el eolicitante en virtud
de la presente solicitud de registro de Patente de Inven~
cién el privilegio exclusivo de fabrieacién; venta y ox-
plotacién industrial del objeto de la misma; por el pla-
zo de 20 ANOS en EsPaﬁa; segin determina el vigente Esta-
tuto de la Propiedad Industrial, el cual queda esencial-
mente caracterizado por las siguientes_

NOTAS - FETVINDICACIONES
PRIMERA.= Procedimiento de fabricacidn de placas de metal
grabadas en alto relieve; esenciaslmente caracterizado por
la cireuhstanoia de que se pafte del gmpleo de negativos
fotogréficos de linesa o retioulados; que son aplicados

sobre léminas de zinc, previamente pulidas y recubiertas
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con elementos sensibles a le luz y protectores a la corro-
eién por los 4cidos. |
SEGUNDA.- Procedimiento ge fabricacién de placaé de metal
grabadas en alto relieve, asimiqno esencialmente caracte-
rizado por la circunstancia de que las lémines de zinc
grabadas en sus partes no protegidas por la emulsién sen-
eibilizante que ha de emplearse en el proceso objeto de
lg reivindicacidn-anterior; son recubiertas poBteriormen-
te por electrolisis de cobre; niquel y oro respectivamente.
TERCERA.~ Procedimiento de fabricacién de placas de metal
grebadas en elto relieve; esimismo esencielmente caracte-
rizado por la circunstancia de que las léminas tratadas,:-
segén lss reivin@icaciones anteriores; gon cubiertas coh.
1acas o esmaltes, si bién posteriormente son eliminados
aguellos esmeltes o lacas de las gonas correspondientes
a los altos relieves resultantes en el proceso de fabrice-
c¢ibn y tratamientos reiviﬁdicado anteriormente,
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE PLACAS DE METAL
GRABADAS EN ALTO RELIEVE, ‘

Todo tal y qonforme'se describe en la anterior
Memoxia Descriptive que consta de tres hojas mecanografia-
des por una sola cara,

Madrid; 23 de Marzo de 1,963,
P.. Ao |
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